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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

材料の微細加工及び電極用配線の作製を目的に、リソグラフィ装置及びスパッタリ
ング装置を利用した。

実験
Experimental

材料の微細加工に使用するエッチング用レジスト膜形成のために、リソグラフィ装置
（μPG501）を利用した。また、サファイア基板上に電極膜を形成するために、ス
パッタリング装置（CFS-4EP-LL）を利用した。

結果と考察
Results and Discussion

リソグラフィ装置を用いて形成したエッチング用レジスト膜を用いることで、一辺
数十から数百マイクロメートルの長方形状に材料を成形することができた。また、
サファイア基板上に電極を安定的に作製することができた。Fig. 1 には、スパッタ
リング装置（CFS-4EP-LL）を用いてサファイア基板状に電極を作製した例を示し
た。電極は、CrとAuを用いてトータル100 nm程度の膜厚になるようにして作製し
た。
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Fig. 1 電極パターン画像
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